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一括撮像式基板外観検査装置『EIO-1001』
松崎　智彦

１．はじめに

　当社は設備開発ベンチャーとして平

成 21 年 6月に創業し、特に産業カテ

ゴリを問わず専用設備開発を行ってい

る。専用設備開発の中から生きた市場

ニーズを見つけ出し、当社の持つ技術

シーズと結び付けることによってオリ

ジナル装置を生み出す事を目指してお

り、その第一弾となる一括撮像式基板

外観検査装置『EIO-1001』を平成 22

年 6月から発売している。

２．開発の経緯

　ある電源系制御基板実装製造会社に

おいて、大容量の電解コンデンサや小

型トランスの回路基板への搭載を人手

で行っており、いわゆるポカミスによ

る誤装着やリード部品の挿入不全など

による品質問題の根絶に苦しんでい

た。そのため、検査装置の導入を検討

してきたが適合する検査装置が見つか

らず、専用で開発できないかとの相談

を受け、高背部品に対応した高被写界

深度を持ち、かつ安価な設備価格で導

入できる画像検査装置の開発に着手し

た。

３．『EIO-1001』の特徴

　１）広範囲一括撮像光学設計

　『EIO-1001』は市販の 2200 万画素

カラーCMOSカメラを搭載している。

撮像視野は M サイズ基板（330mm

× 250mm）全体としており、画素分

解能は約 65 μ m となる。そのため

微細な電子部品（0603CRやファイン

ピッチ IC等）の検査には適応できな

い。これは検査目的を目視検査の代替

に置いているからである。

　２）超高被写界深度光学設計

　『EIO-1001』は高背電子部品の検査

をターゲットとし、被写界深度 40mm

を実現しうる光学設計をしている。

①望遠レンズでの「引き」撮影：カ

メラと被写体との距離を長くと

る必要があるが、カメラ光軸を 2

枚の鏡を使って折り曲げること

でカメラと被写体との距離を確

保しながら装置サイズのコンパ

クト化を実現している。

②カメラのアイリスの深絞り：広

範囲一括撮像によりカメラ移動

が不要となることからその時間

を露光時間に充てることで撮像

光量を確保している（露光時間

0.5sec）。

　３）大型平面光源による無影撮影

　一般的な拡散型照明を用いた場合、

高背部品の影が生じるため検査できな

い部分が発生する。『EIO-1001』では、

大型平面照明としてパソコン用液晶

ディスプレイを用いることで無影撮影

を可能にしている。

　４）『EIO-1001』の拡張機能

①レーザー高さ検査機能の付加	

　高被写界深度であるが故、高さ

変化のある基板を平面的な画像と

して撮影してしまい、画像から浮

きや挿入不全などの情報を得るこ

とが出来なくなってしまう。顧客

の必要に応じてオプションとして

レーザー式高さ検査機能を装備す

る事が出来るようになっている。

②撮像光源の色を自在に変化させ

ることが出来る（特許出願済）	

　前述したように撮像照明にパソ

コン用液晶ディスプレイを用いて

いるため、パソコンから自在に色

やパターンを変化させることが出

来る。この機能により被検査体の

特徴を強調する効果あるいは被検

査体以外を見えにくくする効果が

得られる。

４．今後の展開

　今後も『EIO-1001』のように、顧

客ニーズを取り入れながら生産設備・

装置の開発・供給に取り組んでゆきた

いと考えている。


